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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine leitende Rolle, die als eine Entwicklungsrolle, eine Ladungsrolle,
eine Ubertragungsrolle, eine Elektrisierungsléschrolle, eine Fixierrolle, eine Tonerladungsrolle, eine Tonerver-
sorgungsrolle, eine Reinigungsrolle oder der gleichen in einer elektrofotographischen Vorrichtung, wie einer
Kopiermaschine, einem Drucker oder einem Faxgerat, verwendet werden soll.

STAND DER TECHNIK

[0002] Ein Kopieren oder Drucken durch eine elektrofotographische Vorrichtung, wie eine Kopiermaschine,
ein Drucker und dergleichen, wird im allgemeinen auf die folgende Art und Weise durchgefiihrt. Zunachst wird
ein elektrostatisches, latentes Bild eines Originalbildes auf einer fotoempfindlichen Trommel hergestellt, wel-
che sich auf einer Welle dreht, und ein Toner wird dem elektrostatischen, latenten Bild zum Bilden eines Ton-
erbildes zugefigt. Dann wurde das Tonerbild auf ein Blatt Papier Ubertragen, um eine fertige Kopie oder einen
fertigen Druck zu erhalten. In diesem Falle wird das Originalbild durch ein optisches System auf einer zuvor
geladenen Oberflache der fotoempfindlichen Trommel projiziert und die Elektrisierung wird auf einem Teil auf-
gehoben, wo Licht beaufschlagt wird, um ein elektrostatisches latentes Bild zu erhalten. Als ein Ladungsver-
fahren vor der Bildung des elektrostatischen latenten Bildes ist ein solches Rolladungsverfahren in letzter Zeit
verwendet worden, wobei eine Ladungsrolle unmittelbar eine fotoempfindliche Trommeloberflache berihrt, um
die Oberflache zu laden. Ferner, als ein Verfahren zum Bilden des Tonerbildes auf einem solchen erhaltenen,
elektrostatischen, latenten Bild auf der fotoempfindlichen Trommeloberflache, ist ein Verfahren unter Verwen-
dung einer Entwicklungsrolle (ein Kontaktentwicklungsverfahren) verwendet worden. In diesem Verfahren wird
ein Toner an eine Entwicklungsrollenoberflache durch Reibladung angefiigt und der Toner wird von der Ent-
wicklungsrolle zu dem elektrostatischen latenten Bild der fotoempfindlichen Trommel zum Bilden eines Toner-
bildes auf der fotoempfindlichen Trommeloberflache tbertragen. Das Tonerbild wird auf ein Blatt Papier durch
eine Ubertragungsrolle iibertragen und der Toner wird durch eine Fixierrolle geschmolzen, um so auf das Blatt
gedrickt zu werden, um ein kopiertes Bild zu erhalten.
[0003] Eine solche leitende Rolle, die als eine Entwicklungsrolle, eine Ladungsrolle oder eine Ubertragungs-
rolle oder dergleichen in einer elektrofotographischen Vorrichtung verwendet werden soll, kann beispielsweise
eine Welle, eine Basiskautschukschicht, gebildet auf einer peripheren Oberflache der Welle, eine Zwischen-
schicht, gebildet auf einer peripheren Oberflache auf der Basiskautschukschicht, und eine Oberflachenschicht,
gebildet auf einer peripheren Oberflache der Zwischenschicht, umfassen. Als ein Material zum Bilden der Ba-
siskautschukschicht wird im allgemeinen ein fliissiges Material aus dem Gesichtspunkt der Formbarkeit heraus
verwendet. Unter all diesen ist es bekannt, dal eine flissige Zusammensetzung, welche im wesentlichen aus
Silikonkautschuk besteht, optimal ist.
[0004] Jedoch ist Silikonkautschuk aufgrund seiner hohen Kosten fir eine kommerzielle Verwendung nicht
geeignet. Aus diesem Grunde ist ein Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM), das mit niedrigeren Kosten
verfugbar ist, verwendet worden. Jedoch weist eine Zusammensetzung, die im wesentlichen aus dem EPDM
besteht, ein hohes Molekulargewicht auf und somit eine niedrige Fluiditat, was in einem Problem der Formbar-
keit resultieren kann. Um das Problem zu I6sen, wird das EPDM verwendet, indem es weniger viskos herge-
stellt wird durch Zufiigen einer groRen Menge OI, jedoch weist sogar eine Basiskautschukschicht, die aus ei-
nem solchen EPDM gebildet ist, einen verschlechterten Druckverformungsrest auf, gute kopierte Bilder kbnnen
nicht erhalten werden.
[0005] Angesichts des Vorangehenden ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine leitende Rolle
bereitzustellen, die mit niedrigen Kosten erhaltlich ist, Gberlegen sowohl bezlglich der Formbarkeit und des
Druckverformungsrests ist und mit einer geringen Dispersion oder Fluktuation beim elektrischen Widerstand
ist, um gute kopierte Bilder zu erhalten.
[0006] Gemal der vorliegenden Erfindung wird eine leitende Rolle bereitgestellt, welche eine Welle und eine
Basiskautschukschicht umfaldt, die auf einer peripheren Oberflache der Welle gebildet ist, wobei die Basiskau-
tschukschicht aus einer Zusammensetzung gebildet ist, die die folgenden Komponenten (A) bis (C) enthalt:

(A) ein Flussigpolymer mit einer Struktureinheit (a), die von wenigstens einem von Butadien und Isopren

erhalten ist, und mit einer Alkenylgruppe in einer Seitenkette derselben;

(B) ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens; und

(C) einen Hydrosilylierungskatalysator.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben intensive Studien mit Materialien zum Bilden der Ba-
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siskautschukschicht durchgefiihrt, um eine leitende Rolle zu erhalten, die bei geringen Kosten verfligbar ist
und sowohl bezlglich der Formbarkeit als auch des Druckverformungsrests Gberlegen ist, um gute kopierte
Bilder zu erhalten. Als ein Ergebnis haben sie gefunden, daf} ein Flissigpolymer (Komponente A) mit einer
Struktureinheit (a), die von wenigstens einem von Butadien oder Isopren erhalten ist, und mit einer Alkenyl-
gruppe als eine Seitenkette, mit einer Formbarkeit bereitgestellt ist, die so ausgezeichnet ist wie fir das flissi-
ge Silikon, und welche ebenfalls mit geringeren Kosten als das flissige Silikon verfiigbar ist. Ferner haben sie
gefunden, daf3, da die Alkenylgruppe der Struktureinheit (a) in dem flissigen Kautschuk (Komponente A) eine
Vernetzungsstelle wird und in einem Molekiil desselben als eine sogenannte anhangende Form vorhanden ist,
die Basiskautschukschicht als eine vernetzte Form eine dichte Netzstruktur aufgrund der Wirkungen durch das
Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) und den Hydrosilylierungskatalysator (Komponente C)
aufweist, was in einem tberlegenen Druckverformungsrest resultiert. Als ein Ergebnis haben sie herausgefun-
den, dal gute kopierte Bilder erhalten werden kénnen durch Vewendung einer leitenden Rolle, wobei die Ba-
siskautschukschicht eine Zusammensetzung umfalit, welche den spezifischen flissigen Kautschuk (Kompo-
nente A), das Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) und den Hydrosilylierungskatalysator
(Komponente C) enthalt, und haben somit die vorliegende Erfindung erreicht.

[0008] Ferner, wo das spezifische Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) verwendet wird, das
durch wenigstens eine allgemeine Formel dargestellt ist, die ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus den
folgenden allgemeinen Formeln (1) bis (3), wird die Kompatibilitdt und Mischbarkeit mit dem Flissigpolymer
(Komponente A) verbessert, so dafd Druckverformungsrest und Lagerbestandigkeit (Harte) des flissigen Kau-
tschuks verbessert werden.

CH, ?H 3 R? CH, Cls
| | | |
R*—S8i-0-+4Si—0-> €Si—0>4S81i—0> -Si—R* - (1)
é | mo 10 ] P |
Hy il R CHs Chy
wobei R' eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R®, welches gleich oder unterschiedlich fiir jede Einheit sein kann, ein Was-

serstoffatom oder eine Methylgruppe ist, und m, nund p 2 <m + n + p < 200 erfiillen, wobei m eine positive
Zahl von 1 oder groRer ist, n eine positive Zahl von 1 oder grof3er ist und p 0 oder eine positive Zahl ist.

H
Cﬂs-&l‘»i-CH:
Ciis  CHs R¢ CHs f(liﬂs
R'—éi—O--(—h“‘i-—O-}é-éi—-O—}(—éi—O—)(—éi—O%-'fSli'j-R’A e (2)
éua lll'- ’ x‘z L T Cls q Clis

wobei R" eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R®, welches gleich oder unter-
schiedlich fiir jede Einheit sein kann, ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe ist, R*, welches gleich oder
unterschiedlich fur jede Einheit sein kann, eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist
undm,n,pundgq1<m+n+p+q= 200 erfullen, wobei m 0 oder eine positive Zahl ist, n eine positive Zahl
von 1 oder grofler ist, p 0 oder eine positive Zahl ist und g 0 oder eine positive Zahl ist.

CH R® Clls
{ L l i ‘J e (3)
- €Si—0F4Si—-0>€Si—0>
| n | . 0o | p
H - R CH,
wobei R eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, und m, nund p 3 < m + n + p < 50 erfiillen, wobei m eine positive Zahl von
2 oder grofer ist, n eine positive Zahl von 1 oder gréRer ist und p 0 oder eine positive Zahl ist.
[0009] Noch weiter, wo der flissige Kautschuk (Komponente A) die Struktureinheit (B) aufweist, die von Styrol

zusammen mit der Struktureinheit (a) erhalten ist, kann das Dispersionsvermdgen von Rul} verbessert werden,
eine Dispersion beim elektrischen Widerstand vermindert sich und es ist ebenfalls nicht notwendig, eine Koro-
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naentladungsbehandlung, Primerbehandlung oder dergleichen auf der Oberflache der Welle durchzufiihren,
welche erforderlich ist, wo der flissige Silikonkautschuk als ein Material zum Bilden der Basiskautschukschicht
verwendet wird.

[0010] Sogar noch weiter, wo ein spezifischer leitfahiger Rul zum Bilden der Basiskautschukschicht zusam-
men mit den Komponenten (A) bis (C) verwendet wird, kann eine Vernetzungsreaktion zufriedenstellend staf-
finden.

[0011] Zusatzlich, wo der Rul, der Silika aufweist, welches auf der Oberflache desselben fixiert ist, zum Bil-
den der Basiskautschukschicht zusammen mit den Komponenten (A) bis (C) verwendet wird, wird das Disper-
sionsvermdgen des Rufles in dem Flissigpolymer (Komponente A) verbessert, die Dispersion beim elektri-
schen Widerstand vermindert sich, so dal3 die Lagerbestandigkeit (elektrischer Widerstand) des fliissigen Kau-
tschuks verbessert wird, was in exzellenteren kopierten Bildern resultiert.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, welche eine Ausfihrungsform einer leitenden Rolle der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht; und

[0013] Fig. 2 ist eine erklarende Ansicht, welche ein Verfahren zum Messen des elektrischen Widerstands
veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung wird im folgenden im Detail mittels von Ausflihrungsformen derselben be-
schrieben werden.

[0015] Fig. 1 zeigt eine leitende Rolle gemal einer Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung. Die leitende
Rolle umfalit eine Welle 1, eine Basiskautschukschicht 2, die auf einer peripheren Oberflache der Welle 1 ge-
bildet ist, eine Zwischenschicht 3, die auf einer peripheren Oberflache der Basiskautschukschicht 2 gebildet
ist, und eine Oberflachenschicht 4, die auf einer peripheren Oberflache der Zwischenschicht 3 gebildet ist. Ein
Hauptmerkmal der leitenden Rolle gemaR der vorliegenden Erfindung ist, da® die Basiskautschukschicht 2 aus
einer spezifischen Zusammensetzung (einer Beschichtungsflissigkeit) gebildet ist.

[0016] Das Material und die Konstruktion der Welle 1 sind nicht besonders begrenzt. Die Welle 1 kann bei-
spielsweise eine feste Metallstange, ein hohler Metallzylinder oder dergleichen sein. Beispielhafte Materialien
fur die Welle 1 schlielRen rostfreie Stahle, Aluminium, beschichtetes Eisen und dergleichen ein. Ein Klebstoff,
ein Primer oder dergleichen kann, falls erforderlich, auf die Welle 1 aufgetragen sein. Leitfahigkeit kann, wenn
erforderlich, dem Klebstoff, dem Primer oder dergleichen vermittelt sein.

[0017] Die Basiskautschukschicht 2, die auf der peripheren Oberflache der Welle 1 gebildet ist, wird gebildet
aus einer spezifischen Zusammensetzung (Flissigpolymerzuammensetzung), welche das spezifische Flis-
sigpolymer (Komponente A), das Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) und den Hydrosilylie-
rungskatalysator (Komponente C) enthalt.

[0018] Das spezifische Flissigpolymer (Komponete A) weist eine Struktureinheit (a) auf, die von wenigstens
einem von Butadien oder Isopren erhalten ist, und mit einer Alkenylgruppe in einer Seitenkette derselben. Die
spezifische Struktureinheit (a) ist nicht besonders begrenzt. Beispiele derselben schlieRen Struktureinheiten
ein, die durch die folgenden Strukturformeln (1) bis (lll) dargestellt sind. Die Alkenylgruppe (oder eine Vinylgrup-
pe, eine Isopropenylgruppe) in einer Seitenkette der Struktureinheiten wird flir eine Vernetzungsreaktion ver-
wendet, um so eine dreidimensionale Netzstruktur zu bilden und eine kautschukartige Elastizitat zu zeigen.

—€C,-Ci— - (D)
Lo,
s
CH=CH,
———é—CII,,—(ll‘}"“ e (D
s
CH=Cl.
——ecm—énal- - (D

[0019] Beispiele des Flussigpolymers (Komponente A) mit der spezifischen Struktureinheit (a) schlieRen Iso-
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prenkautschuk (IR), Butadienkautschuk (BR), IR-BR-Copolymerkautschuk und dergleichen ein. Diese kdnnen
entweder alleine oder in Kombination verwendet werden.

[0020] Alternativ kann das spezifische Flissigpolymer (Komponente A) eine Struktureinheit (8) aufweisen, die
aus Styrol zusammen mit der spezifischen Struktureinheit (a) erhalten ist. Das Styrol kann einen Substituenten
aufweisen. Als ein Substituent ist eine Alkylgruppe bevorzugt, unter welchen die Alkylgruppe mit 1 bis 5 Koh-
lenstoffatomen bevorzugt ist. Beispiele derselben schlieRen eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe, eine Propy-
Igruppe, eine Isopropylgruppe, eine Butylgruppe, eine Isobutylgruppe, eine sec-Butylgruppe und eine tert-Bu-
tylgruppe ein.

[0021] Unter den Flissigpolymeren (Komponente A) mit den Struktureinheiten (a) und (B8) wird ein Iso-
pren-Styrol-Copolymerkautschuk, der durch die folgende allgemeine Formel (V) dargestellt ist, bevorzugt ver-
wendet.

CH=CH.

| . .
e Clly-C=Cll-Clls > -€ CHy~CH-¥ € CH;-C-> € CH—CH - - ()
by et &S A
3 ‘ =il 2 ? :

|
CH,
R

wobei R ein Wasserstoffatom oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen ist, m O oder eine positive
Zahl ist, n eine positive Zahl ist, p 0 oder eine positive Zahl ist und q eine positive Zahl ist.

[0022] Der Anteil der Struktureinheit (a) in dem spezifischen Flissigpolymer (Komponente A) ist bevorzugt
innerhalb eines Bereichs von 0,5 bis 80 Gew.-% der Gesamtkomponente (A), bevorzugter innerhalb eines Be-
reichs von 1,5 bis 20 Gew.-%. Wenn der Anteil der Struktureinheit (a) kleiner ist als 0,5 Gew.-%, wird eine Ver-
netzungsreaktion unzureichend, so daf} die Stabilitdt der so erhaltenen vernetzten Form (der Basiskautschuk-
schicht) sich verschlechtern kann. Auf der anderen Seite, wenn der Anteil derselben groRer ist als 80 Gew.-%,
kann eine Netzstruktur durch Vernetzung zu dicht sein, so daf die vernetzte Form (die Basiskautschukschicht)
hart oder brichig wird.

[0023] Ferner, wenn das Flissigpolymer (Komponente A) die Struktureinheiten (a) und (B) aufweist, ist der
Anteil der Struktureinheit (B) bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 5 bis 30 Gew.-% der Gesamtkomponente
(A), bevorzugter 10 bis 25 Gew.-%. Wenn der Anteil der Struktureinheit (38) kleiner ist als 5 Gew.-%, kann die
Wirkung aufgrund des Styrols nicht zufriedenstellend erhalten werden, wahrend, wenn der Anteil grofer ist als
30 Gew.-%, das Flussigpolymer eine hohe Viskositat aufweist, welche in einer Verschlechterung der Formbar-
keit und des Druckverformungsrestes resultieren kann.

[0024] Das spezifische Flissigpolymer (Komponete A) kann beispielsweise in dem folgenden Verfahren er-
zeugt werden. Zunachst wird wenigstens eines von Butadien und Isopren, optional Styrol, als Monomerkom-
ponenten hergestellt. Dann werden die obigen Monomerkomponenten monopolymerisiert oder copolymerisiert
in der Gegenwart eines geeigneten Katalysators (beispielsweise Lithium- Katalysator oder Ziegler-Katalysator)
durch verschiedene Methoden, wie anionische Polymerisation, um das spezifische Flissigpolymer (Kompo-
nente A) zu erhalten.

[0025] Ein Zahlenmittel des Molekulargewichts (Mn) des spezifischen Flissigpolymers (Komponente A) ist
bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 700 bis 200.000, bevorzugter innerhalb eines Bereichs von 2.000 bis
100.000. Wenn das Zahlenmittel des Molekulargewichts innerhalb des obigen Bereichs ist, ist es leicht, das
Flissigpolymer zu behandeln und eine Vernetzungsreaktion kann geeigneterweise stattfinden. Unter allem,
wenn das Flissigpolymer (Komponente A) lediglich die Struktureinheit (a) aufweist, liegt ein Zahlenmittel des
Molekulargewichts (Mn) desselben bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 700 bis 60.000, bevorzugter 2.000
bis 50.000. Wenn das Flissigpolymer (Komponente A) beide Struktureinheiten (a) und () aufweist, liegt ein
Zahlenmittel des Molekulargewichts (Mn) desselben bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 1.000 bis
100.000, bevorzugter 10.000 bis 80.000.

[0026] Das Flissigpolymer (Komponente A) weist bevorzugt eine Viskositat von 100 bis 3.000.000 cps/25°C
auf, bevorzugter von 1.000 bis 500.000 cps/25°C.

[0027] Das Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) ist nicht besonders begrenzt. Beispiele des-
selben schlielen ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens mit einer Hydrosilylgruppe in einem Molekiil dessel-
ben ein. Die Hydrosilylgruppe bedeutet ein Siliziumatom mit wenigstens einer von vier Bindungen, die mit ei-
nem Wasserstoffatom gebildet ist.

[0028] Unter den Hydrosilylierungsvernetzungsagentien (Verbindung B) wird die Hydrosilylverbindung, die
durch die folgenden allgemeinen Formeln (1) bis (3) dargestellt ist, bevorzugt verwendet angesichts einer gu-
ten Kompatibilitat und Mischbarkeit mit dem Flissigpolymer und der Verbesserung beim Druckverformungs-
rest und der Lagerbestandigkeit (Harte) des flissigen Kautschuks. In den folgenden Formeln (1) bis (3) kann
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jede Wiederholungseinheit m, n, p und q in der Form eines Polymers, wie eines statistischen Polymers oder
eines Blockpolymers, sein.

Cll: . (I:H, Ili’ CH, Ciis |
R‘—éi—O—-é—Si—O-} {—Si-—O—}{—S’i -0 > -Sli'—R" (1)

l i mno| n | P |

Cla | R? CHl ClHs

wobei R' eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R®, welches gleich oder unterschiedlich fiir jede Einheit sein kann, ein Was-
serstoffatom oder eine Methylgruppe ist, und m, nund p 2 < m + n + p < 200 erfiillen, wobei m eine positive
Zahl von 1 oder groéRer ist, n eine positive Zahl von 1 oder grof3er ist und p 0 oder eine positive Zahl ist.

l%'
CH,~Si-Clls |
Cll5 CH, A R? (':Hs - (i“z
. . | 1 .
R’-Sli~0-+§i—0%"esli—0-9—*('Si*()%—-é"Si—Or)T -§i—R* - (2)
| 1 o | n |‘, p ol .
cits ~ H- k! R Hy -G

wobei R' eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R®, welches gleich oder unter-
schiedlich flr jede Einheit sein kann, eine Wasserstoffgruppe oder eine Methylgruppe ist, R*, welches gleich
oder unterschiedlich fur jede Einheit sein kann, eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen
ist, m,n,pundg1<+m+n+p+q<= 200 erfiillen, wobei m 0 oder eine positive Zahl ist, n eine positive Zahl
von 1 oder mehr ist, p 0 oder eine positive Zahl ist und g 0 oder eine positive Zahl ist.

CH, R? CH, .
| | | - (3)
£Si—0>48i-034<Si—0> Co
! mo| n | p . ‘
i R CH,

wobei R' eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, und m, nund p 3 <m + n + p < 50 erfiillen, wobei m eine positive Zahl von
2 oder mehr ist, n eine positive Zahl von 1 oder mehr ist und p 0 oder eine positive Zahl ist.
[0029] Die Hydrosilylverbindungen, die durch die obigen allgemeinen Formeln (1) bis (3) dargestellt sind, kon-
nen beispielsweise durch die folgenden Methoden 1 bis 4 hergestellt werden, unter welchen das Verfahren 3
aufgrund seiner Einfachheit besonders bevorzugt ist.
1 Ein Verfahren zum Reduzieren einer Chlorsilylgruppe in eine Hydrosilylgruppe durch Behandeln einer
Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Chlorsilylgruppe (SiCl) in einem Molekdl derselben mit einem Re-
duktionsmittel (wie LiAIH, oder NaBH,).
2 Ein Verfahren zum Umsetzen einer Kohlenwasserstoffverbindung mit einer funktionellen Gruppe mit einer
Verbindung mit sowohl einer funktionellen Gruppe und einer Hydrosilylgruppe, welche fahig ist, um mit der
funktionellen Gruppe der Kohlenwasserstoffverbindung umgesetzt zu werden.
3 Ein Verfahren zum Umsetzen einer Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Alkenylgruppe mit einer Poly-
hydrosilanverbindung auf eine solche Art und Weise, dal3 eine Hydrosilylgruppe in einer molekularen Struk-
tur des Reaktanten verbleibt.
4 Ein Verfahren zum Umsetzen eines cyclischen Siloxans mit einer Hydrosilylgruppe und eines cyclischen
Siloxans mit einer Kohlenwasserstoffgruppe.

[0030] Unter den so erhaltenen Hydrosilylverbindungen sind die Hydrosilylverbindungen, die durch die fol-
genden Strukturformeln (4) bis (8) dargestellt sind, besonders bevorzugt. In den Formeln (4) bis (8) kann jede
Wiederholungseinheit in jeder Form eines Polymers, wie eines statistischen Polymers oder eines Blockpoly-
mers, sein.
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[0031] Die Hydrosilylverbindung, die durch die Strukturformel (4) dargestellt ist, kann beispielsweise in der
folgenden Reaktion hergestellt werden.
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[0032] Der Anteil des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Verbindung B) ist bevorzugt innerhalb eines Be-
reichs von 1 bis 15 Gewichtsteilen (im folgenden abgekurzt als Teile) von 100 Teilen des Flissigpolymers (Ver-
bindung A), bevorzugter 2 bis 8 Teile. Wenn der Anteil kleiner ist als 1 Teil, findet eine Vernetzungsreaktion
nicht ausreichend statt, was in einer Verschlechterung der Festigkeit und des Druckverformungsrests resultiert.
Wenn der Anteil gréRer als 15 Teile ist, findet eine Vernetzungsreaktion zu stark statt, was in einem harten und
bruchigen Produkt oder in einer kirzeren Tiegellebensdauer resultiert.

[0033] Der Hydrosilylierungskatalysator (Komponente C), der zusammen mit dem spezifischen Flissigpoly-
mer (Komponente A) und dem Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B) verwendet wird, ist nicht
besonders begrenzt, solange er katalysierende Kapazitat in der Vernetzungsreaktion zeigt. Beispiele dessel-
ben schlieRen Chlorplatinsaure, ein Komplex von Chlorplatinsdure mit Alkohlen, Aldehyde, Ketone oder der-
gleichen, einen Platin/-Vinylsiloxan-Komplex, einen Platin/Olefin-Komplex, einen Platin/Phosphit-Komplex, ei-
nen Trager, wie Platin, Aluminiumoxid, Siliziumdioxid oder Rul3, welche festes Platin tragen, ein.

[0034] Andere Beispiele des Katalysators als die Platinverbindungen schlief3en eine Palladiumverbindung,
eine Rhodiumverbindung, eine Iridiumverbindung und eine Rutheniumverbindung ein. Diese kénnen entweder
allein oder in Kombination verwendet werden.

[0035] Ferner ist es bevorzugt, dafd ein leitfahiges Agens zweckmaRig der spezifischen Zusammensetzung
(Flissigpolymerzusammensetzung) zum Bilden der Basiskautschukschicht 2 zusammen mit den Komponen-
ten (A) bis (C) zugefiigt wird. Das leitfahige Agens ist nicht besonders begrenzt. Beispiele desselben schlieRen
leitfahigen Ruf3, Kaliumtitanat, Eisenoxid, ¢-TiO,, c-ZnO, c-Indiumoxid ("c" bedeutet leitfahig) ein, wie ein ioni-
sches leitfahiges Agens, wenn es nicht eine Vernetzungsreaktion verhindert (wie ein quartdres Ammonium-
salz, Borat, ein oberflachenaktives Mittel, ein Metallion, Polyethylenoxid (PEO)). Diese kdnnen entweder allei-
ne oder in Kombination verwendet werden. Unter diesen ist der leitfahige Ru angesichts einer Vernetzungs-
reaktivitat bevorzugt.

[0036] Es ist bevorzugt, den leitfahigen Ruld mit Asche von nicht mehr als 0,3 Gew.-% angesichts einer Ver-
netzungsreaktivitat zu verwenden.

[0037] Der Anteil an der leitfahigen Rolle ist bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 1 bis 30 Teilen, bevor-
zugter 5 bis 15 Teilen, basierend auf 100 Teilen des Flissigpolymers (Komponente A).

[0038] Ein Rufd mit Silika, welches auf der Oberflache desselben fixiert ist (im folgenden als Silikabehandelter
Rull abgekurzt), wird zweckmalRig zu der spezifischen Zusammensetzung (Flissigpolymerzusammenset-
zung) zum Bilden der Basiskautschukschicht 2 zusammen mit den Komponenten (A) bis (C) zugefuigt. Der Ruf®
wird hierin in einem breiten Sinne definiert und schlief3t alle RulRe ein, die durch ein Ofenverfahren und ein An-
prallverfahren hergestellt sind. Beispiele desselben schlieBen Ofenrul’, Lampenrul® (direkter Verbrennungs-
ru®), thermischen Ruf (inaktiven RuB}), Acetylenrul3, Hartru®, Weichruf®, Réhrenruf3 (aktiver Ruf3), Rollenruf},
Scheibenrul3, Partikelru3, dichten Ruf® und Pelletrul ein.

[0039] Der Silika-behandelte Rufd kann durch das Verfahren in einer Gasphase hergestellt werden, wie es in
WO 96/37547 offenbart ist, kann jedoch beispielsweise auf die folgende Art und Weise hergestellt werden. Zu-
nachst wird der Rul} in Wasser dispergiert und ein Dispersionsmittel (wie Methanol und verschiedene oberfla-
chenaktive Mittel) wird zugeflgt, um eine homogene Aufschldmmung zu erhalten. Die so erhaltene Aufschlam-
mung wird eingestellt, um einen pH-Wert von nicht kleiner als 6 aufzuweisen, bevorzugt 10 bis 11, und Natri-
umsilikat wird darin hydrolysiert, wenn die Temperatur bei nicht weniger als 70°C gehalten wird, bevorzugter
85 bis 95°C, so dal® amorphes Siliziumdioxid an einer Oberflache der Ruf3partikel anhaftet oder sich darauf
niederschlagt.

[0040] Der Anteil an Siliziumdioxid (SiO,) im Silika-behandelten Ruf ist bevorzugt 1 bis 25 Gew.-% des ge-
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samten Silika-behandelten Ruf3es, bevorzugter 3 bis 10 Gew.-%. Wenn der Anteil kleiner ist als 1 Gew.-%, ist
ein Effekt zur Vermeidung der Agglomeration in dem Polymer unzureichend. Auf der anderen Seite, wenn der
Anteil 25 Gew.-% Ubersteigt, wird ein Effekt fir die Leitfahigkeit aufgrund des Rufies vermindert.

[0041] Der Anteil des Silika-behandelten Rules ist bevorzugt 5 bis 30 Teile, bevorzugter 10 bis 20 Teile, ba-
sierend auf 100 Teilen des Flussigpolymers (Komponente A). Wenn der Anteil kleiner ist als 5 Teile zerstreut
sich dispergierter Ruf3 getrennt, so daf3 sich die Leitfahigkeit schwierig zeigt und ebenfalls eine Agglomeration
des RuBes nicht ausreichend vermieden wird. Auf der anderen Seite, wenn der Anteil 30 Teile Ubersteigt,
nimmt ein Volumenverhaltnis des RufRes in dem Flissigpolymer zu, so dal} die Viskositat zunimmt, was in kei-
ner Fluiditat resultiert.

[0042] Ein durchschnittlicher Teilchendurchmesser des Silika-behandelten Rules ist bevorzugt 0,01 bis 0,03
pm, bevorzugter 0,02 bis 0,1 pm.

[0043] Ferner kann ein Fiillstoff, wie Calciumcarbonat, Glimmer, Siliziumdioxid oder Graphit, ein Weichma-
cher, Ol, ein Vernetzungsbeschleuniger, ein Vernetzungsverzdgerer, ein Antioxidationsmittel und ein Farbmit-
tel, wie Zinkoxid oder Titandioxid, zweckmafig zusammen mit den obigen Komponenten in der spezifischen
Zusammensetzung (Beschichtungsflissigkeit) zum Bilden der Basiskautschukschicht 2 zugefligt werden.
[0044] Die spezifische Zusammensetzung (die Flissigpolymerzusammensetzung) zum Bilden der Basiskau-
tschukschicht 2 kann beispielsweise auf die folgende Art und Weise hergestellt werden. Zunachst werden das
Flissigpolymer (Komponente A) und der Hydrosilylierungskatalysator (Komponente C) in zweckmaRigen An-
teilen gemischt, um ein flissiges Hauptagens zu erhalten, wahrend ein Flussigkeitsharter, welcher das Hydro-
silylierungsvernetzungsagens (Komponente B) enthalt, hergestellt wird. Ferner werden andere Komponenten
zu dem flissigen Hauptagens bzw. dem Flissigkeitsharter, wenn erforderlich, zugefiigt. Das fliissige Haupta-
gens und der Flissigkeitsharter kdnnen zur Verwendung vermischt werden. Angesichts der Lagerstabilitat ist
es bevorzugt, daf’ das flissige Hauptagens und der Flissigkeitsharter getrennt aufhewahrt werden und dann
die beiden Flussigkeiten zur Verwendung vermischt werden.

[0045] Das Material zum Bilden der Zwischenschicht 3, die auf einer peripheren Oberflache der Basiskaut-
schukschicht 2 gebildet ist, ist nicht besonders begrenzt. Beispiele desselben schliefen Acrylnitril-Butadi-
en-Kautschuk (Nitrilkautschuk, im folgenden als NBR abgekirzt), Polyurethanelastomer, Chloroprenkautschuk
(CR), Naturkautschuk, Butadienkautschuk (BR), Butylkautschuk (lIR), Hydrinkautschuk (ECO, CO) und Nylon
ein. Unter allen ist NBR angesichts der Klebeeigenschaften und der Stabilitat eines Beschichtungsagens be-
vorzugt.

[0046] Ferner kdnnen ein leitfahiges Agens, ein Vernetzungsagens, ein Vernetzungsbeschleuniger, Stearin-
saure, ZnO (Zinkweil), ein Weichmacher oder dergleichen zu dem Material zum Bilden der Zwischenschicht
3, wenn erforderlich, zugefugt werden. Beispiele des leitfahigen Agens schlieRen Ruf3, Graphit, Kaliumtitanat,
Eisenoxid, c-TiO,, c-ZnO, c-Indiumoxid ("c" bedeutet leitfahig) und ein ionisches leitfahiges Agens (wie quar-
tares Ammoniumsalz, Borat, ein oberflachenaktives Mittel) ein.

[0047] Das Material zum Bilden der Oberflachenschicht 4, die auf der peripheren Oberflachen der Zwischen-
schicht 3 gebildet ist, ist nicht besonders begrenzt. Beispiele desselben schliefen Polyurethanelastomer,
Acrylpolymer und Polyamid ein. Diese kénnen entweder allein oder in Kombination verwendet werden.
[0048] Zusatzlich kénnen ein leitfahiges Agens, ein Harter oder dergleichen zu dem Material zum Bilden der
Oberflachenschicht 4, wenn erforderlich, zugefiigt werden.

[0049] Die leitfahige Rolle der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise auf die folgende Art und Weise
hergestellt werden. Zunachst wird die Fllissigpolymerzusammensetzung (das fliissige Hauptagens und der
Flussigkeitsharter) zum Bilden der Basiskautschukschicht 2 auf die gleiche Art und Weise, wie zuvor oben er-
wahnt, hergestellt. Dann wird jede Komponente zum Bilden der Zwischenschicht 3 mittels eines Kneters, wie
einer Walze, geknetet, und ein organisches Losungsmittel wird zugegeben und gerihrt, um das Material (Be-
schichtungsflussigkeit) zum Bilden der Zwischenschicht 3 zu erhalten. Das Material (Beschichtungsflissigkeit)
zum Bilden der Oberflachenschicht 4 wird auf die oben beschriebene An und Weise hergestellt.

[0050] Ferner wird das flissige Hauptagens und der Flissigkeitsharter als das Material (Flissigpolymerzu-
sammensetzung) zum Bilden der Basiskautschukschicht 2 in eine SpritzguRform eingefilllt, in welcher eine fes-
te Metallstange als eine Welle installiert worden ist, und dann erwadrmt und unter aufgezeichneten Bedingun-
gen vernetzt, und dann aus der Form entfernt, um eine Basisrolle zu erhalten, die entlang einer peripheren
Oberflache der Welle gebildet ist. Als nachstes wird die Zwischenschicht 3 durch Auftragen des Materials (Be-
schichtungsflussigkeit) zum Bilden der Zwischenschicht 3 auf eine periphere Oberflache der Basiskautschuk-
schicht 2 gebildet. Ferner wird die Oberflachenschicht 4 durch Auftragen des Materials (Beschichtungsflissig-
keit) auf eine periphere Oberflache der Zwischenschicht 3 gebildet. Somit kann die leitfahige Rolle (s. Fig. 1)
in dreischichtiger Struktur hergestellt werden, welche die Basiskautschukschicht 2, die Zwischenschicht 3, die
auf der peripheren Oberflache der Basiskautschukschicht 2 gebildet ist, und die Oberflachenschicht 4, die auf
der peripheren Oberflache der Zwischenschicht 3 gebildet ist, umfaft.

[0051] Das Formungsverfahren der Basiskautschukschicht 2 ist nicht besonders begrenzt auf das Spritzgul3-
formen, kann jedoch ein Gief3formen oder ein Prel3formen vor einem Abschleifen sein. Das Verfahren zum Auf-
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tragen der Beschichtungsflissigkeit ist nicht begrenzt, kann jedoch ein herkdmmliches Verfahren sein, wie ein
Eintauchverfahren, ein Sprihbeschichtungsverfahren und ein Rollbeschichtungsverfahren.

[0052] Die leitfahige Rolle der vorliegenden Erfindung ist fir eine Entwicklungsrolle geeignet. Jedoch ist sie
nicht darauf begrenzt und kann als eine Ubertragungsrolle, eine Ladungsrolle, eine Elektrisierungsldschrolle,
eine Fixierrolle, eine Tonerladungsrolle, eine Tonerversorgungsrolle, eine Reinigungsrolle oder dergleichen
verwendet werden. Ebenfalls ist die Struktur der leitfahigen Rolle der vorliegenden Erfindung nicht auf die drei-
schichtige Struktur beschrankt, sondern jede zweckmafRige Anzahl der Schichten kann gebildet werden, so-
lange die Basiskautschukschicht aus der oben erwahnten spezifischen Polymerzusammensetzung gebildet ist.
[0053] Die Dicke jeder Schicht der leitfahigen Rolle gemaR der vorliegenden Erfindung kann geeignet be-
stimmt werden abhangig von der Anwendung derselben. Beispielsweise in dem Falle, daf die leitfahige Rolle
als eine Entwicklungsrolle verwendet wird, liegt die Dicke des Basiskautschuks bevorzugt innerhalb eines Be-
reichs von 0,5 bis 10 mm, bevorzugter innerhalb eines Bereichs von 3 bis 6 mm, die Dicke der Zwischenschicht
ist bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 1 bis 90 um bevorzugter 3 bis 30 ym, und die Dicke der Oberfla-
chenschicht ist bevorzugt innerhalb eines Bereichs von 3 bis 100 pym, bevorzugter innerhalb eines Bereichs
von 5 bis 50 pm.

[0054] Im folgenden werden Beispiele zusammen mit Vergleichsbeispielen beschrieben.

BEISPIEL 1
Herstellung des Materials zum Bilden des Basiskautschuks

[0055] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die oben erwahnte Art und Weise durch Verwendung
von 100 Teilen flissigen Isoprenkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-30, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.)
(Mn: 29.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 6,5 Gew.-%) als die Komponente (A), 5 Teilen eines Hydrosily-
lierungsvernetzungsagens, welches durch die folgende Strukturformel (9) dargestellt wird (TSF484, erhaltlich
von Toshiba Silicone Co., Ltd.) als die Komponente (B), 0,01 Teilen eines Hydrosilylierungskatalysators (Chlor-
platinsaure) als die Komponente (C), 12 Teilen leitfahigen Rul3 (Denka black, erhaltlich von Denki Kagaku Ko-
gyo Kabushiki Kaisha, Aschegehalt: 0,01 Gew.-%) und 75 Teilen eines Paraffinweichmachers (PW-150, erhalt-
lich von Idemitsu Kosan Co., Ltd.) hergestellt.

Clﬂa (‘:Hs C|Ha
H:C—Sli—o--GS'i—O-?_,-o-Sii—CH; - (9)
CHa- . H - CH,

Herstellung des Materials fiir die Zwischenschicht

[0056] Zunachst wurden Ruld und ein Hartungsagens zu hydriertem Nitrilkautschuk zugefligt. Die resultieren-
de Mischung wurde in Methylethylketon gelést, um das Material zum Bilden der Zwischenschicht (Beschich-
tungsflissigkeit) zu bilden.

Herstellung des Materials zum Bilden der Oberflachenschicht

[0057] 100 Teile Polyurethanelastormer (Nippollan 2304, erhaltlich von Nippon Polyurethane Industry Co.,
Ltd.), 20 Teile Ru und 25 Teile eines Hartungsagens (Burnock D-750, erhaltlich von Dainippon Ink and Che-
micals Incorporated) wurden in dem oben erwahnten Verfahren geknetet. Die resultierende Mischung wurde
in einem organischen Lésungsmittel dispergiert, um das Material (Beschichtungsfliissigkeit) zum Bilden der
Oberflachenschicht zu erhalten.

Herstellung einer Entwicklungsrolle

[0058] Das Material (Flissigpolymerzusammensetzung) zum Bilden einer Basiskautschukschicht wurde in
eine Spritzgul3form eingeflllt, in welcher eine feste Metallstange (hergestellt aus SUS304 mit einem Durch-
messer von 10 mm) als eine Welle installiert worden war, und wurde dann erwarmt und bei 160°C fiir 2 Minuten
vernetzt, dann aus der Form entfernt, um eine Basisrolle zu erhalten, in welcher eine Basiskautschukschicht
um eine periphere Oberflache der Welle gebildet war. Als nachstes wurde die Zwischenschicht durch Auftragen
des Materials (Beschichtungsflissigkeit) zum Bilden der Zwischenschicht auf eine periphere Oberflache der
Basiskautschukschicht gebildet. Ferner wurde die Oberflachenschicht durch Auftragen des Materials (Be-
schichtungsflissigkeit) auf eine periphere Oberflache der Zwischenschicht gebildet. Somit wurde eine Entwick-
lungsrolle mit einer dreischichtigen Struktur erhalten, welche die Basiskautschukschicht, die Zwischenschicht,
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die auf der peripheren Oberflache der Basiskautschukschicht gebildet ist, und die Oberflachenschicht, die auf
der peripheren Oberflache der Zwischenschicht gebildet ist, umfaldt. Zusatzlich ist jede Dicke der Basiskaut-
schukschicht, der Zwischenschicht und der Oberflachenschicht 5 mm, 25 pm bzw. 10 pm.

BEISPIEL 2

[0059] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt, aul3er daB flissiger Isoprenkautschuk (Liquid Isoprene Rubber, LIR-50, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.)
(Mn: 47.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 6,8 Gew.-%) anstelle des flissigen Isoprenkautschuks (Liquid
Isopren Rubber, LIR-30, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) aus BEISPIEL 1 verwendet wurde. Auf3er dal} eine
Basiskautschukschicht unter Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde
eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 3

[0060] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde in der oben erwahnten Art und Weise unter Verwendung
von 100 Teilen Isopren-Butadien-Copolymerkautschuk mit einem Gewichtsverhaltnis an Isopren: Butadien =
12,6 : 87,4 (Liquid Isoprene Rubber, LIR-390, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) (Mn: 34.000, der Anteil der
Struktureinheit (a): 9,3 Gew.-%) als die Komponente (A), 5 Teilen eines Hydrosilylierungsvernetzungsagens
(TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co., Ltd.) als die Komponente (B), 0,01 Teilen eines Hydrosilylie-
rungskatalysators (Chlorplatinsaure) als die Komponente (C), 18 Teilen leitfahigen Rul® (Degussa, Printex V,
Aschegehalt: 0,02 Gew.-%) und 75 Teilen eines Paraffinweichmachers (PW-150, erhaltlich von Idemitsu Kosan
Co., Ltd.) hergestellt. AuBer dal} eine Basiskautschukschicht unter Verwendung dieser Flussigpolymerzusam-
mensetzung hergestellt wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1
hergestellt.

BEISPIEL 4

[0061] Die Flissigpolymerzusammensetzung wurde in der oben erwahnten Art und Weise durch Verwendung
von 100 Teilen flissigen Isoprenkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-30, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.)
(Mn: 29.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 6,5 Gew.-%) als die Komponente (A), 5 Teilen eines Hydrosily-
lierungsvernetzungsagens (TSF484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co., Ltd.) als die Komponente (B), 0,01
Teilen eines Hydrosilylierungskatalysators (Chlorplatinsaure) als die Komponente (C), 3 Teilen leitfahigen Ruf®
(Ketjen black EC, Aschegehalt: 0.1 Gew.-%) und 30 Teilen eines Paraffinweichmachers (PW-150, erhaltlich
von ldemitsu Kosan Co., Ltd.) hergestellt. AuRer dal® eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser
Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle in der gleichen Weise wie in
BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 5

[0062] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde in der gleichen Art und Weise wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt, auRer daB flussiger Butadienkautschuk (B-3.000, erhaltlich von Nippon Qil Co., Ltd.) (Mn: 3.000, der An-
teil der Struktureinheit (a): 65 Gew.-%) anstelle des flissigen Isoprenkautschuks (Liquid Isopren Rubber,
LIR-30, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) aus BEISPIEL 1 verwendet wurde. AuRer daR eine Basiskautschuk-
schicht durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungs-
rolle in der gleichen Weise wie in BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 6

[0063] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde in der oben erwahnten Art durch Verwendung von 100
Teilen fliissigen Butadienkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) (Mn:
40.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 9,4 Gew.-%) als die Komponente (A), 5 Teilen eines Hydrosilylie-
rungsvernetzungsagens, TSF484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co. Ltd.) als die Komponente (B), 0,01 Teilen
eines Hydrosilylierungskatalysators (Platincarbonylkomplex, SIP 6829,0, erhéltlich von Azmax Co. Ltd.) als die
Komponente (C), 10 Teilen leitfahigen Rufl (Denks black, erhaltlich von Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kai-
sha, Aschegehalt: 0,01 Gew.-%) und 30 Teilen eines Paraffinweichmachers (PW-150, erhaltlich von Idemitsu
Kosan Co., Ltd.) hergestellt. AufRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Fliissigpolymer-
zusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle in der gleichen Art wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt.
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BEISPIEL 7

[0064] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art wie in BEISPIEL 6 hergestellt, aulRer
dafd ein Isopren-Butadien-Copolymerkautschuk (Liquid Isoprene Rubber, LIR-390, erhaltlich von Kuraray Co.,
Ltd.) anstelle des flissigen Butadienkautschuks (Liquid Isopren Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray Co.,
Ltd.) aus BEISPIEL 6 verwendet wurde. AuRer dal} eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser
Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle in der gleichen Art wie in BEI-
SPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 8

[0065] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde in der gleichen Art und Weise wie in BEISPIEL 6 herge-
stellt, auBer dal Isopren-Styrol-Copolymerkautschuk (Liquid Isoprene Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray
Co., Ltd.) aus BEISPIEL 6 verwendet wurde. AuRer daf} eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser
Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle in der gleichen Art wie in BEI-
SPIEL 1 hergestellt.

[0066] Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde,
wurde eine Entwicklungsrolle in der gleichen Art wie in BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 9

[0067] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 6 herge-
stellt, auBer dal® Styrol-Isopren-Copolymerkautschuk mit einem Gewichtsverhaltnis von Styrol : Isopren =5 :
95 (Mn: 30.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 3 Gew.-%, der Anteil der Struktureinheit (8): 5 Gew.-%) an-
stelle des flissigen Butadienkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.)
aus BEISPIEL 6 verwendet wurde. AulRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissig-
polymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 10

[0068] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 6 herge-
stellt, aul3er dal® Styrol : Isopren-Copolymerkautschuk mit einem Gewichtsverhaltnis von Styrol : Isopren = 30
: 70 (Mn: 30.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 3 Gew.-%, der Anteil der Struktureinheit (8): 30 Gew.-%)
anstelle des flissigen Butadienkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.)
aus BEISPIEL 6 verwendet wurde. AulRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissig-
polymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 11

[0069] Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung gebildet wurde,
wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 hergestellit.

BEISPIEL 12

[0070] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt, auBer dal das Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (6) dar-
gestelltist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co. Ltd.)
aus BEISPIEL 1 verwendet wurde. AulRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissig-
polymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 1 hergestellt.

BEISPIEL 13

[0071] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt, auBer dal das Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (7) dar-
gestelltist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co. Ltd.)
aus BEISPIEL 1 verwendet wurde. AuRRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissig-
polymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in

12/25



DE 699 17 151 T2 2004.09.02

BEISPIEL 1 hergestellt.
BEISPIEL 14

[0072] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 herge-
stellt, auBBer dal das Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (8) dar-
gestelltist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co. Ltd.)
aus BEISPIEL 1 verwendet wurde. AulRer daf’ eine Basiskautschukschicht durch Verwendung dieser Flissig-
polymerzusammensetzung gebildet wurde, wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 1 hergestellt.

VERGLEICHSBEISPIEL 1

[0073] Die Zusammensetzung wurde auf die oben erwahnte Art und Weise durch Verwendung von 100 Teilen
EPDM, 5 Teilen eines Peroxidvernetzungsagens, 80 Teilen Rufd (Diablack Nr. 3030, erhatlich von Mitsubishi
Chemical Corp.) und 75 Teilen eines Paraffindls hergestellt. AufRer dal} eine Basiskautschukschicht unter Har-
tungsbedingungen von 160°C x 45 Minuten durch Verwendung dieser Zusammensetzung gebildet wurde, wur-
de eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 hergestellt.

VERGLEICHSBEISPIEL 2

[0074] Die Zusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise durch Verwendung von 100 Teilen EPDM,
5 Teilen eines Peroxidvernetzungsagens, 80 Teilen Ruf} (Diablack Nr. 3030, erhaltlich von Mitsubishi Chemical
Corp.) und 90 Teilen eines Paraffindls hergestellt. AuRer daf® eine Basiskautschukschicht unter Hartungsbe-
dingungen von 160°C x 45 Minuten durch Verwendung dieser Zusammensetzung gebildet wurde, wurde eine
Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 1 hergestellt.

[0075] Jede Eigenschaft wurde durch Verwendung von Entwicklungsrollen, die so in BEISPIELEN und VER-
GLEICHSBEISPIELEN erhalten wurden, gemaR den folgenden Standards eingestuft. Diese Ergebnisse sind
in den folgenden Tabellen 1 bis 4 gezeigt.

Ubertragbarkeit einer Form
[0076] Jede Basiskautschukschicht zum Bilden einer innersten Schicht wurde visuell eingestuft. O bezeich-
net, daf} kein Defekt beim Formen, wie eine Delle oder eine Blase, auftritt, und dal® eine Reproduktion einer
aulleren Peripherie der Basiskautschukschicht gut ist, wahrend X angibt, dal Defekte beim Formen, wie eine
Delle oder eine Blase, auftreten, und daf’ eine Reproduktion einer duf3eren Peripherie der Basiskautschuk-
schicht schlecht ist.
Harte

[0077] Die Harte (JIS A) jeder Basiskautschukschicht wurde geman JIS K 6301 bestimmt.

Druckverformungsrest
[0078] Der Druckverformungsrest jeder Basiskautschukschicht wurde gemaf JIS K 6301 bestimmt. Zusatz-
lich wurde eine solche Bestimmung bei 70°C fir 22 Std. mit einem Verformungsverhaltnis von 25% durchge-
fuhrt. Wenn der Mel3wert einer solchen Bestimmung nicht gréer ist als 5%, ist der Druckverformungsrest aus-
gezeichnet.
[0079] Wenn der Wert jedoch nicht groRer ist als 8%, gibt es kein Problem bei der Verwendung.

Elektrischer Widerstand
[0080] Der elektrische Widerstand jeder Basiskautschukschicht wurde gemaf JIS K 6911 bestimmt.

Dispersion des elektrischen Widerstands

[0081] Der elektrische Widerstand wurde an zehn Stellen der Basiskautschukschicht gemessen und wurde
durch log (der Maximalwert/der Minimalwert) eingestuft.
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Lagerstabilitat des Kautschuks
Elektrischer Widerstand

[0082] Eine Flussigkeit, welche das Flussigpolymer (Komponente A) und das Hydrosilylierungsvernetzungs-
agens (Komponente B) umfalit, und eine Flussigkeit, welche das Flussigpolymer (Komponente A) und den Hy-
drosilylierungskatalysator (Komponente C) umfaflt, wurden getrennt hergestellt, so da®, wenn sie in einem
Verhaltnis von 1 : 1 gemischt wirden, die resultierende Mischung die drei Komponenten in einem aufgezeich-
neten Verhaltnis aufweist, und beide Flissigkeiten konnten bei einer gewdhnlichen Temperatur (25°C) fiir drei
Monate stehen. AnschlieRend wurden jedes Uberstehendes und jeder Bodensatz bei 10 Gew.-% abgezogen
und vermischt. Die resultierende Mischung wurde in ein Blatt gebildet. Die Lagerbestandigkeit des Kautschuks
wurde bestimmt gemal dem elektrischen Widerstandsunterschied durch Messen des elektrischen Wider-
stands des Blatt. Zusatzlich wurde eine Einstufung wie folgt angezeigt.

O bezeichnet, da der elektrische Widerstandsunterschied nicht mehr als eine Stelle ist.

A bezeichnet, dal’ der elektrische Widerstandsunterschied kleiner als 1 bis 2 Stellen war.

Harte

[0083] Die Kautschukharte (JIS A) des Blatts wurde gemessen, und jede Lagerdauer des Kautschuks wurde
durch den Harteunterschied eingestuft. Die Einstufung wurde wie folgt bezeichnet.

O: Der Harteunterschied war kleiner als 3.

A: Der Harteschied war nicht kleiner als 3 und kleiner als 5.

X: Der Harteunterschied war nicht kleiner als 5.

Bild
Festes Schwarzbild
[0084] Die Entwicklungsrolle wurde in einem Drucker installiert und konnte bei 35°C/85% RH fiir eine Woche
stehen. Dann wurde ein festes Schwarzbild fur eine visuelle Einstufung ausgegeben. X bezeichnet, dal ein
nicht bedruckter Bereich eines weiflen Punktes beobachtet wurde, wahrend O bezeichnet, daf’ kein nicht be-
druckter Bereich eines weilten Punktes beobachtet wurde.
Reproduktivitat einer feinen Linie
[0085] Die Entwicklungsrolle wurde in einem Drucker installiert und konnte bei 35°C/85% RH fiir eine Woche
stehen. Dann wurde ein Buchstabenbild fiir eine visuelle Einstufung ausgegeben. X bezeichnet, dal eine feine

Linie aufgebrochen war oder das ausgegebene Bild verschwommen war, wahrend O bezeichnet, daf eine fei-
ne Linie klar und scharf war.
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TABELLE 1
BEISPIELE
1 2 3 4 5
Ubertragbarkeit der Form 0 0 0 o) 0
Hirte (Hs:JIS A) 17 18 20 37 8
Druckverformungsrest (%) 5 5 4 7 7
Elektrischer Widerstand (€2 - cm) 2x 3x 5x 2x 6 x
10° 10* 10° 10° 10°
Dispersion beim elektrischen 3,3 2,8 3,0 3,9 3,1
Widerstand
Lagerbestindigkeit |Elektrischer A A A A A
des Kautschuks Widerstand
Hirte A A A A A
Bild Festes Schwarzbild 0] O O 0] O
Reproduktivitét einer feinen O O O o O
Linie
TABELLE 2
BEISPIELE
6 7 8 9 10
Ubertragbarkeit der Form 0 0 0 0 ¢}
Hirte (Hs:JIS A) 40 42 42 41 45
Druckverformungsrest (%) 5 2 2 3 7
Elektrischer Widerstand (€2 - cm) 6x 4 x 4 x 6 x 2x
10° 10* 10° 10° 10°
Dispersion beim elektrischen 2,5 3,0 1,0 1,8 0,9
Widerstand
Lagerbestindigkeit | Elektrischer A A A A A
des Kautschuks Widerstand
Hirte A A A A A
Bild Festes Schwarzbild 0O 0] 0] (0] 0]
Reproduktivitit einer feinen O O O O O
Linie
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TABELLE 3
BEISPIELE
11 12 13 14
Ubertragbarkeit der Form 0 0 0] 0
Hérte (Hs:JIS A) 13 15 17 13
Druckverformungsrest (%) 2 1 1 2
Elektrischer Widerstand (2 - cm) 3x 5x 4x 2x
10° 10* 10* 10*
Dispersion beim elektrischen 2,8 2,7 2,9 2,6
Widerstand
Lagerbestindigkeit | Elektrischer A A A A
des Kautschuks Widerstand
Hirte 0O O 0O 0
Bild Festes Schwarzbild O 0 O O
Reproduktivitit einer feinen O O O O
Linie
TABELLE 4
VERGLEICHS-
BEISPIELE
1 2
Ubertragbarkeit der Form X 0
Hirte (Hs:JIS A) 48 40
Druckverformungsrest (%) 6 12
Elektrischer Widerstand (€2 - cm) 8 x 8 x
10° 10°
Dispersion beim elektrischen 43 4,0
Widerstand
Bild Festes Schwarzbild X X
Reproduktivitit einer feinen X X
Linie

[0086] Wie aus den Ergebnissen der obigen TABELLEN 1 bis 4 verstanden werden kann, wies jede Entwick-
lungsrolle der BEISPIELE eine geringe Harte auf, und die Basiskautschukschicht, iberlegen sowohl beziglich
der Ubertragbarkeit der Form als auch des Druckverformungsrests, wurde gebildet, so daR gute ausgegebene
Bilder erhalten werden konnten aufgrund der Uberlegenheit des festen Schwarzbildes und der Reproduktivitat
einer feinen Linie. Unter allen waren die Entwicklungsrollen der Beispiele 11 bis 14 insbesondere Uberlegen
beim Druckverformungsrest und der Lagerstabilitat (Harte) des Kautschuks, was in besseren kopierten Bildern
resultierte.

[0087] Auf der anderen Seite wies die Entwicklungsrolle des VERGLEICHSBEISPIELS 1 eine schlechte
Ubertragbarkeit der Form und eine schlechte Formbarkeit der Basiskautschukschicht auf, so da gute ausge-
gebene Bilder nicht erhalten werden konnten aufgrund der Unterlegenheit sowohl des festen Schwarzbildes
als auch der Reproduktivitat einer feinen Linie. Ebenfalls wies bei der Entwicklungsrolle aus VERGLEICHS-
BEISPIEL 2 die Basiskautschukschicht einen unterlegenen Druckverformungsrest auf, so dal} gute ausgege-
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bene Bilder nicht erhalten werden konnten aufgrund der Unterlegenheit des festen Schwarzbildes und der Re-
produktivitat einer feinen Linie.

BEISPIELE 15 bis 25
[0088] Vor den BEISPIELEN 15 bis 26 wurde jeder Silika-behandelte Rul} wie folgt hergestellt.
Silika-behandelter Ruf a

[0089] 500 Teile Ruf3 (Diablack Nr. 3030, erhaltlich von Mitsubishi Chemical Corp.) wurden hergestellt und mit
100 Teilen einer Mischung aus Methanol und Wasser (ein Gewichtsverhaltnis von Methanol : Wasser = 1 : 9)
angefeuchtet, und dann wurden 4.000 Teile Wasser zugefiigt. Die resultierende Mischung wurde vollstandig
dispergiert mit einer Kugelmihle, die mit Stahlkugeln gefillt war, um so eine viskose und homogene Auf-
schlammung zu erhalten. Als nachstes wurde die resultierende Aufschlammung durch ein Sieb geflihrt, um so
von den Stahlkugeln getrennt zu werden, und wurde zu einer Menge, aquivalent zu 10.000 Teilen Wasser, ver-
dinnt. Die so erhaltene Aufschldmmung wurde auf 90°C erwarmt und eine Natriumhydroxidlésung wurde zu-
gefligt, um einen pH-Wert von 10,0 zu erhalten. Als nachstes wurden zwei Arten von Lésungen getrennt von-
einander wie folgt hergestellt.

(i) 167 Teile Natriumsilikatldsung wurden mit Wasser verdiinnt, so dal die Gesamtmenge das Aquivalent

von 1.000 Teilen Wasser wurde.

(ii) 1.000 Teile einer 2,50%igen Schwefelsaureldsung.

[0090] AnschlieBend wurden 50 Teile des verdiinnten Natriumsilikats (i) zu der so erhaltenen Aufschlammung
mit einem pH-Wert von 10,0 innerhalb von 30 Sekunden zugefligt, so daf} ihr pH-Wert auf 11,0 eingestellt wur-
de. Die Mischung wurde fir 10 Minuten gerihrt, wahrend der pH-Wert bei 11,0 gehalten wurde. Dann wurden
50 Teile der obigen Schwefelsdureldsung (ii) innerhalb von 30 Sekunden zugefligt, so dald ihr pH-Wert auf 8,5
eingestellt wurde. Dieses Verfahren wurde 20 mal wiederholt und die gesamte Menge des obigen (i) und (ii)
wurde zugefligt. Ferner wurde die resultierende Mischung fir 1 Stunde gertihrt und eine verdiinnte Schwefel-
saurelésung wurde zugeflgt, so daf ihr pH-Wert auf 6,5 bis 7,0 eingestellt wurde. Die so erhaltene Aufschlam-
mung wurde filtriert und gewaschen, bis 16sliche Salze eliminiert waren, und getrocknet, um den beabsichtigten
Silika-behandelten RuR (SiO,-Gehalt: 10 Gew.-%) zu erhalten.

Silika-behandelter Ruf3 b

[0091] Aufer daBk die Menge an Natriumsilikat (i) auf 83,3 Teile geandert wurde und die Menge der 2,50%igen
Schwefelsaurelésung (ii) auf 500 Teile gedndert wurde, wurde Silika-behandelter Rul b (SiO,-Gehalt: 5,0
Gew.-%) auf die gleiche Art und Weise wie zuvor beschrieben hergestellt.

Silika-behandelter Ruf’ c

[0092] Aufer daBk die Menge an Natriumsilikat (i) auf 16,7 Teile geandert wurde und die Menge der 2,50%igen
Schwefelsaurelésung (ii) auf 100 Teile gedndert wurde, wurde Silika-behandelter RuR ¢ (SiO,-Gehalt: 1,0
Gew.-%) auf die gleiche Art und Weise wie zuvor beschrieben hergestellt.

BEISPIEL 15
Herstellung des Materials zum Bilden der Basiskautschukschicht

[0093] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die oben beschriebene Art und Weise durch Verwen-
dung von 100 Teilen flissigen Butadienkautschuks (Liquid Isoprene Rubber, LIR-300, erhaltlich von Kuraray
Co., Ltd.) (Mn: 40.000, der Anteil der Struktureinheit (a): 9,4 Gew.-%, Viskositat: 170.000 cps/25°C) als die
Komponente (A), 5 Teilen eines Hydrosilylierungsvernetzungsagens, dargestellt durch die oben erwahnte
Strukturformel (9) (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co., Ltd.) als die Komponente (B), 30 ppm eines
Hydrosilylierungskatalysators (ein Carbonyl-Platin-Komplex, SIP 6829,0, erhaltlich von Azmax Co., Ltd.) als
die Komponente (C), 10 Teilen des Silika-behandelten Rufes (b), 0,05 Teilen Acetylenalkohl (DMHQO) und 30
Teilen eines Paraffinweichmachers (Diana Process, PS-32, erhaltlich von Idemitsu Kosan Co., Ltd.) hergestellt.

Herstellung des Materials zum Bilden der Zwischenschicht

[0094] 100 Teile NBR (NIPOL DN401, erhaltlich von Nippon Zeon Co., Ltd.), 30 Teile eines leitfahigen Agens
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(AcetylenruR), 0,5 Teile Stearinsaure, 5 Teile ZnO (Zinkweil3), 1 Teil Vulkanisierbeschleuniger BZ, 2 Teile Vul-
kanisierbeschleuniger CZ und 3 Teile Schwefel wurden auf die oben erwahnte Art und Weise geknetet. Die re-
sultierende Mischung wurde in einem organischen Lésungsmittel dispergien, um das Material zum Bilden der
Zwischenschicht (Beschichtungsflissigkeit) zu bilden.

Herstellung des Materials zum Bilden der Oberflachenschicht

[0095] 100 Teile Polyurethanelastomer (Nippolan 2304, erhaltlich von Nippon Polyurethane Industry Co.,
Ltd.), 20 Teile RuR und 25 Teile eines Hartungsagens (Burnock D-750, erhéltlich von Dainippon Ink and Che-
micals Incorporated) wurden in dem oben erwahnten Verfahren geknetet. Die resultierende Mischung wurde
in einem organischem LAsungsmittel dispergiert, um das Material (Beschichtungsflissigkeit) zum Bilden der
Oberflachenschicht zu erhalten.

Herstellung einer Entwicklungsrolle

[0096] Das Material (Flissigpolymerzusammensetzung) zum Bilden der Basiskautschukschicht wurde in eine
Spritzguf3form eingefiillt, in welcher eine feste Metallstange (hergestellt aus SUS304 mit einem Durchmesser
von 10 mm) als eine Welle installiert worden war, und wurde dann erwarmt und bei 160°C fir 2 Minuten ver-
netzt, und dann aus der Form entfernt, um eine Basisrolle zu erhalten, in welcher eine Basiskautschukschicht
gebildet wurde entlang einer peripheren Oberflache der Welle. Als nachstes wurde die Zwischenschicht gebil-
det durch Auftragen des Materials (Beschichtungsfliissigkeit) zum Bilden der Zwischenschicht auf einer peri-
pheren Oberflache der Basiskautschukschicht. Weiter wurde die Oberflachenschicht durch Auftragen des Ma-
terials (Beschichtungsflissigkeit) auf einer peripheren Oberflache der Zwischenschicht gebildet. Somit wurde
die Entwicklungsrolle mit einer dreischichtigen Struktur erhalten, welche die Basiskautschukschicht, die Zwi-
schenschicht, die auf der peripheren Oberflache der Basiskautschukschicht gebildet ist, und die Oberflachen-
schicht, die auf der peripheren Oberflache der Zwischenschicht gebildet ist, umfaldt. Zusatzlich ist jede Dicke
der Basiskautschukschicht, der Zwischenschicht und der Oberflachenschicht 5 mm, 25 pm bzw. 10 pm.

BEISPIEL 16

[0097] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die oben beschriebene Art und Weise durch Verwen-
dung von 100 Teilen flissigen Isopren-Styrol-Copolymerkautschuks mit einem Gewichtsverhaltnis von Isopren
: Styrol = 81 : 19 (Liquid Isoprene Rubber, LIR-310, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) (Mn: 30.000, der Anteil
der Struktureinheit (a): 5,4 Gew.-%, Viskositat: 900.000 cps/25°C) als die Komponente (A), 5 Teilen eines Hy-
drosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co. Ltd.) als die Komponente (B),
30 ppm eines Hydrosilylierungskatalysators (ein Carbonyl-Platin-Komplex, SIP 6829,0, erhaltlich von Azmax
Co. Ltd.) als die Komponente (C), 10 Teilen des Silika-behandelten Ruf3es (b) und 0,05 Teilen Acetylenalkohol
(DMHO) hergestellt. Dann wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 15
durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 17

[0098] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die oben beschriebene Art und Weise durch Verwen-
dung von 100 Teilen flissigen Isopren-Butadien-Copolymerkautschuks mit einem Gewichtsverhaltnis von Iso-
pren : Butadien = 12,6 : 87,4 (Liquid Isoprene Rubber, LIR 390, erhaltlich von Kuraray Co., Ltd.) (Mn: 43.000,
der Anteil der Struktureinheit (a): 9,3 Gew.-%, Viskositat: 300.000 cps/25°C) als die Komponente (A), 5 Teilen
eines Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co., Ltd.) als die Kompo-
nente (B), 30 ppm eines Hydrosilylierungskatalysators (ein Carbonyl-Platin-Komplex, SIP 6829,0, erhatlich von
Azmax Co., Ltd.) als die Komponente (C), 10 Teilen des Silika-behandelten Ruf3es (b) und 0,05 Teilen Acety-
lenalkohol (DMHO) hergestellt. Dann wurde eine Entwicklungsrolle auf die gleiche Art und Weise wie in BEI-
SPIEL 16 durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 18

[0099] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 17 her-
gestellt, auBer daf ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (5)
dargestellt ist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co.,
Ltd.) aus BEISPIEL 17 verwendet wurde. Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.
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BEISPIEL 19

[0100] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 18 her-
gestellt, auRer dal® der Anteil des Silika-behandelten Rufes (b) auf 5 Teile geandert wurde. Eine Entwicklungs-
rolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Flussigpolymerzusam-
mensetzung hergestellt.

BEISPIEL 20

[0101] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 18 her-
gestellt, aulRer dafd der Anteil des Silika-behandelten Rufies (b) auf 30 Teile gedndert wurde. Eine Entwick-
lungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Fliissigpolymer-
zusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 21

[0102] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 18 her-
gestellt, auBer dal® der Silika-behandelte RuB (a) anstelle des Silika-behandelten RuRes (b) verwendet wurde.
Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser
Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 22

[0103] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 18 her-
gestellt, aulRer dal der Silika-behandelte Rul (c) anstelle des Silka-behandelten Rulies (b) verwendet wurde.
Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser
Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 23

[0104] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 17 her-
gestellt, auBer daf ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (6)
dargestellt ist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co.,
Ltd.) aus BEISPIEL 17 verwendet wurde. Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 24

[0105] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 17 her-
gestellt, auBBer daf ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (7)
dargestellt wird, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone
Co., Ltd.) aus BEISPIEL 17 verwendet wurde. Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie
in BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

BEISPIEL 25

[0106] Die Flussigpolymerzusammensetzung wurde auf die gleiche Art und Weise wie in BEISPIEL 17 her-
gestellt, auBBer daf ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens, das durch die oben erwahnte Strukturformel (8)
dargestellt ist, anstelle des Hydrosilylierungsvernetzungsagens (TSF 484, erhaltlich von Toshiba Silicone Co.,
Ltd.) aus BEISPIEL 17 verwendet wurde. Eine Entwicklungsrolle wurde auf die gleiche Art und Weise wie in
BEISPIEL 15 durch Verwendung dieser Flissigpolymerzusammensetzung hergestellt.

[0107] Jede Eigenschaft wurde durch Verwendung von Entwicklungsrollen, die so in BEISPIEL 15 bis 26 er-
halten wurden, gemal der folgenden Standards eingestuft. Diese Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen
5 und 6 gezeigt. Zusatzlich ist die Viskositat jeder Flissigpolymerzusammensetzung zum Bilden der Basiskau-
tschukschicht ebenfalls in den gleichen Tabellen gezeigt.

Dispersionsvermdgen des Rulles

[0108] Das Dispersionsvermdgen jedes Rufdes in dem Material zum Bilden der Basiskautschukschicht (Flis-
sigpolymerzusammensetzung) wurde durch ein optisches Mikroskop (OPTIPHO02-POL, erhaltlich von Nikon
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Corp.) mit einer Vergréfierung von x 400 sowohl bei einer gewdhnlichen Temperatur als auch bei 150°C beo-
bachtet. O bezeichnet keine Agglomeration von nicht weniger als 5 um und gutes Dispersionsvermdgen.

Harte

[0109] Die Harte (JIS A) jeder Basiskautschukschicht der Entwicklungsrolle wurde gemaR JIS K 6301 be-
stimmt.

Elektrischer Widerstand der Basiskautschukschicht

[0110] Der Elektrische Widerstand (Mittelwert und Zufallsverteilung in der Stelle bei 36 Punkten) jeder Basis-
kautschukschicht der Entwicklungsrollen wurde durch Verwendung von Elektroden mit einer Flache von 1 mm?
gemaf JIS K 6911 bestimmt.

Lagerstabilitat des Kautschuks
Elektrischer Widerstand

[0111] Eine flissige Mischung des Flissigpolymers (Komponent A), des Hydrosilylierungsvernetzungsagens
(Komponente B) und des Silika-behandelten Ruf3es, und eine flissige Mischung des Flussigpolymers (Kom-
ponente A), des Hydrosilylierungskatalysators (Komponente C) und des Silika-behandelten Ruftes wurden ge-
trennt bei 1 : 1 gemischt, um zu jedem vorgegebenen Anteil eingestellt zu sein, und jede der Mischungen konn-
te bei gewdhnlicher Temperatur (25°C) fir 3 Monate stehen. Anschliefdend wurde jedes Gberstehende und je-
der Bodensatz bei 10% abgezogen und wurden gemischt. Die resultierende Mischung wurde in ein Blatt gebil-
det. Die Lagerstabilitat des Kautschuks wurde gemaf des elektrischen Widerstandsunterschieds durch Mes-
sen des elektrischen Widerstands des Blatts bestimmt. Zusatzlich wurde die Einstufung wie folgt bezeichnet.
O bezeichnet, dal der elektrische Widerstandsunterschied nicht gréRer als eine Stelle war.

A bezeichnet, dal3 der elektrische Widerstandsunterschied kleiner als 1 bis 2 Stellen war.

Harte

[0112] Die Kautschukharte (JIS A) des Blattes wurde gemessen und jede Lagerstabilitat des Kautschuks wur-
de durch den Harteunterschied eingestuft. Die Einstufung wurde wie folgt bezeichnet.

O: Der Harteunterschied war kleiner als 3.

A: Der Harteunterschied war nicht als kleiner als 3 und kleiner als 5.

X: Der Harteunterschied war nicht kleiner als 5.

Rolleneigenschaft
Dichteunterschied

[0113] Die Entwicklungsrolle wurde in einer elektrofotographischen Vorrichtung installiert und Bilder mit Halb-
ton wurden ausgegeben. Der Dichteunterschied zwischen dem Maximalwert und dem Minimalwert wurde
durch ein Macbeth-Densitometer bestimmt. O bezeichnet, da der Unterschied kleiner als 0,05 ist, wahrend A
bezeichnet, dall der Unterschied zwischen 0,05 und 0,10 ist.

Elektrischer Widerstand

[0114] Der elektrische Widerstand (Mittelwert und Zufallsverteilung in der Stelle bei 36 Punkten) jeder Basis-
kautschukschicht der Entwicklungsrolle wurde durch Verwendung von Elektroden mit einer Flache 1 mm? ge-
man JIS K 6911 bestimmt.

Kriechverluste

[0115] Die Einstufung des Kriechverlustes wurde, wie in Fig. 2 gezeigt, durchgefiihrt durch Messen des elek-
trischen Widerstands jeder Entwicklungsrolle durch ein Metallrollverfahren. In dem Verfahren wurde eine Ent-
wicklungsrolle 22 auf einer Metallrolle 21, die aus rostfreiem Stahl hergestellt ist, kontaktiert, und die beiden
Enden der Entwicklungsrolle 22 wurden mit der Belastung von 700 g zusammengedrickt. 100 V Spannung
wurde an ein Ende der Entwicklungsrolle 22 angelegt und der elektrische Widerstand gemessen. O bezeich-
net, da der elektrische Widerstand nicht kleiner war als 10° Q, wahrend A bezeichnet, daR der elektrische
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Widerstand kleiner als 10° Q war.

TABELLE 5
BEISPIELE
15 16 17 18 19
Viskositédt der Zusammensetzungen 2000 8000 9200 9500 7200
(Poise)
Dispersionsvermd- | Gewohnliche O 0 O o 0O
gen des RuBles Temperatur
150°C 0] 0) O O O
Hirte (Hs) 32 35 34 29 25
Elektrischer Wider- | Mittelwert (€2) 4,5x 1x 1,5x 5x 4 x
stand des Basis- 10’ 10’ 10’ 10’ 10°
kautschuks Dispersion in der 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9
Stelle
Lagerstabilitdt des | Elektrischer @) 0 O 0O O
Kautschuks Widerstand
Hirte A A A 0 0O
Rollen- |Dichteunterschied O O 0 O O
eigen- | Elektrischer Widerstand (€2) 9 6 7 8 6
x10° | x10® | x10® | x10° x10°
schaft
Dispersion in der Stelle 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Kriechverlust @) O O O O
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TABELLE 6
BEISPIELE
20 21 22 23 24 25
Viskositit der Zusammensetzungen | 31000 | 17500 | 7100 8900 9700 9600
(Poise)
Dispersionsvermd- | GewShnliche O O O O 0O O
gen des Rufles Temperatur
150°C O 0 0] 0 0o 0
Hirte (Hs) 42 35 26 30 40 31
Elektrischer Wider- | Mittelwert () | 2,5x | 45x | 1,5x 8 x 7x 6 x
stand des Basis- 10° | 10° | 10 10’ 10° 10°
kautschuks Dispersionin | 0,9 | 06 | 1,0 | 07 0.6 | 06
der Stelle
Lagerstabilitit Elektrischer O O O O O 0
des Kautschuks Widerstand
Hirte 0O 0 0 0 o 0
Rollen- |Dichteunterschied 6] @) A O 0) o
eigen- | Elektrischer Widerstand 2 8 5 6 1 1,2
Q) x10® | x10® | x10® | x10® | x10® | x10®
schaft
Dispersion in der Stelle 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Kriechverlust O 0] 0) O 0] 0)

[0116] Wie aus den Ergebnissen der Tabellen 5 und 6 verstanden werden kann, waren die BEISPIELE gut
bezlglich des Dispersionsvermogens des Rufes in der Basiskautschukschicht und wiesen eine geringe Dis-
persion des elektrischen Widerstand auf, so daf} keine Verwischungen in ausgegebenen Bildern auftraten, und
die Lagerstabilitat des Kautschuks war gut.

Effekt der Erfindung

[0117] Wie oben beschrieben, wird gemaf der vorliegenden Erfindung die Basiskautschukschicht durch Ver-
wendung der spezifischen Zusammensetzung (Flissigpolymerzusammensetzung) gebildet, welche das Flis-
sigpolymer (Komponente A) mit einer Struktureinheit (a), die von wenigstens einem von Butadien und Isopren
erhalten ist, und mit einer Alkenylgruppe in einer Seitenkette derselben, umfalt. Daher wird die Alkenylgruppe
der Struktureinheit (a) in dem flissigen Kautschuk (Komponente A) eine Vernetzungsstelle und ist in einem
Molekil desselben als eine sogenannte anhangende Form vorhanden, so daf} die Basiskautschukschicht als
eine vernetzte Form eine dichte Netzstruktur aufgrund der Effekte durch das Hydrosilylierungsvernetzungsa-
gens (Komponente B) und den Hydrosilylierungskatalysator (Komponente C) aufweist, was in einem Uberle-
genen Druckverformungsrest resultiert. Als ein Ergebnis kénnen gute kopierte Bilder erhalten werden.

[0118] Ferner, wo das spezifische Hydrosilylierungsvernetzungsagens (Komponente B), das durch eine all-
gemeine Formel dargestellt ist, die ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus den obigen allgemeinen For-
meln (1) bis (3), verwendet wird, wird die Kompatibilitat und Mischbarkeit mit dem Flissigpolymer (Komponen-
te A) verbessert, so dafl® Druckverformungsrest und Lagerstabilitat (Harte) des fliissigen Kautschuks verbes-
sert werden.

[0119] Noch weiter, wo der flissige Kautschuk (Komponente A) die Struktureinheit (B) aufweist, die von Sytrol
zusammen mit der Struktureinheit (a) erhalten wird, kann das Dispersionsvermogen des Rules verbessert
werden, die Dispersion des elektrischen Widerstands nimmt ab und ebenfalls ist es nicht notwendig, eine Ko-
ronaentladungsbehandlung, Primerbehandlung oder dergleichen auf der Oberflache der Welle durchzufiihren,
welche erforderlich ist, wo der flissige Silikonkautschuk als ein Material zum Bilden der Basiskautschukschicht
verwendet wird.
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[0120] Noch weiter, wo spezifischer leitfahiger Ru® zum Bilden der Basiskautschukschicht zusammen mit den
Komponenten (A) bis (C) verwendet wird, kann eine Vernetzungsreaktion zufriedenstellend stattfinden.
[0121] Sogar noch weiter, wo Ruf® mit Silika, welches auf der Oberflache desselben fixiert ist, zum Bilden der
Basiskautschukschicht zusammen mit den Komponenten (A) bis (C) verwendet wird, wird das Dispersionsver-
mogen des Rules in dem Flissigpolymer (Komponente A) verbessert, die Dispersion des elektrischen Wider-
standes nimmt ab, so dal® die Lagerstabilitat (elektrischer Widerstand) des flissigen Kautschuks verbessert
wird, was in ausgezeichneteren kopierten Bildern resultiert.

[0122] Die Merkmale, die in der vorangehenden Beschreibung, in den Anspriichen und/oder in den beigeflig-
ten Zeichnungen offenbart sind, kdnnen sowohl getrennt als auch in jeder Kombination derselben Material zur
Verwirklichung der Erfindung in ihren unterschiedlichen Formen sein.

Patentanspriiche

1. Leitende Rolle, welche eine Welle und eine Basiskautschukschicht umfallt, die auf einer peripheren
Oberflache der Welle gebildet ist, wobei die Basiskautschukschicht aus einer Zusammensetzung gebildet ist,
die die folgenden Komponenten (A) bis (C) enthalt:

(A) ein Flussigpolymer mit einer Struktureinheit (a), die von wenigstens einem von Butadien und Isopren erhal-
ten ist, und mit einer Alkenylgruppe in einer Seitenkette derselben;

(B) ein Hydrosilylierungsvernetzungsagens; und

(C) ein Hydrosilylierungskatalysator.

2. Leitende Rolle nach Anspruch 1, wobei die Komponente (B) dargestellt ist durch wenigstens eine allge-
meine Formel, die ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus den folgenden allgemeinen Formeln (1) bis

(3):

CH s (llﬁs R' CH: (“-Hs
él’O"‘("Sl 0%-{"81 0-}-(—81 0—)— -Sr—R“ o (1)

(})H; l& &‘ (!H 3 CHs

wobei R' eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R®, welches gleich oder unterschiedlich fiir jede Einheit sein kann, ein Was-
serstoffatom oder eine Methylgruppe ist, und m, nund p 2 <m + n + p < 200 erfiillen, wobei m eine positive
Zahl von 1 oder groRer ist, n eine positive Zahl von 1 oder grof3er ist und p 0 oder eine positive Zahl ist;

;i
cua-ii-cn,

CH, CH R CHs ch

—érO -€-81 0—}%81 0-%-6&1 O-}-é-gh 0-}— -Sl R (2)

b, | v | AR L L . cn, |

wobei R' ein Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R, welches gleich oder unterschiedlich
fur jede Einheit sein kann, ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe ist, R*, welches gleich oder unter-
schiedlich fir jede Einheit sein kann, eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist und m,
n,pundg1<m+n+p+q<=< 200 erflllen, wobei m 0 oder eine positive Zahl ist, n eine positive Zahl von 1
oder groler ist, p 0 oder eine positive Zahl ist und q 0 oder eine positive Zahl ist;

R
£81—0> €81 -0 81 -0 | '
n P »

{ o
H R! CH,

wobei R eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, R? eine Kohlenwasserstoffgruppe
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mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist und m, nund p 3 <m + n + p < 50 erfiillen, wobei m eine positive Zahl von
2 oder grofer ist, n eine positive Zahl von 1 oder gréRer ist und p 0 oder eine positive Zahl ist.

3. Leitende Rolle nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Komponente (A) die Struktureinheit (a) und eine
Struktureinheit () aufweist, die von Styrol erhalten ist.

4. Leitende Rolle nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die Zusammensetzung zum Bilden der Basis-
kautschukschicht einen leitfahigen Rul} mit einem Aschegehalt von nicht mehr als 0,3 Gew.-% enthalt.

5. Leitende Rolle nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die Zusammensetzung zum Bilden der Basis-
kautschukschicht Ru mit Silika enthalt, welches auf einer Oberflache des Rulies fixiert ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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